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Pieni suuri nano 
Sarja kertoo sovelluksista, joita nanoteknologian tutkimus tuottaa.

ALD kerrostaa atomit kauniisti

Maija Pohjakallio

Kun elektroluminesenssinäyttöihin tar-
vittiin sähkökenttiä hyvin kestäviä ohui-
ta puolijohde- ja eristekalvoja, Instru-
mentarium Oy:ssa työskennellyt Tuomo 
Suntola sai idean. Voisiko atomeista ra-
kentaa reaktioiden avulla kiinteille pin-
noille kalvoja kerros kerrokselta?

”Tämä tapahtui vuonna 1974. Sunto-
laa voidaankin pitää nanoteknologian 
pioneerina”, sanoo Helsingin yliopiston 
epäorgaanisen kemian professori Mark-
ku Leskelä.

ALD-menetelmä kehitettiin toimivak-
si teollisuuden rahoituksen ja yliopisto-
yhteistyön avulla. Näyttöjen valmistaji-
en vanavedessä ALD:n mahdollisuuksiin 
tarttuivat monet. Tätä nykyä menetelmää 
hyödynnetään lukuisten tuotteiden ja ra-
kenteiden valmistuksessa. 

Avainasemassa 
elektroniikassa

Taloudellisesti tärkein sovellusalue on 
mikroelektroniikka, jossa ALD:tä käyte-

Menetelmä on ainoa, jolla tietyt kerros-
rakenteet pystytään tekemään riittävän 
pienessä koossa”, Leskelä kuvaa ALD:n 
merkitystä elektroniikan kehityksessä.

ALD:stä hyötyvät myös kemianteolli-
suus ja lääketiede.

”Olemme tutkineet esimerkiksi ke-
hoon sijoitettavien implanttien ALD-
päällystämistä hydroksiapatiitilla”, ker-
too Leskelän kanssa samassa laborato-
riossa työskentelevä professorikollega 
Mikko Ritala.

Maailman kemikaaleista yli 90 pro-
senttia valmistetaan katalyyttisillä pro-
sesseilla.

”ALD:n avulla katalyyttirakenteita 
pystytään räätälöimään, ja arvokkaita ai-
neita, kuten platinaa, tarvitaan pienempiä 
määriä. ALD:tä pidetään lupaavana me-
netelmänä monien heterogeenisten kata-
lyyttien valmistukseen, mutta taloudelli-
set reunaehdot valitettavasti estävät sen 
laajamittaisen käytön.”

Tieteen ja sovellusten 
toimiva liitto

Mikko Ritala muistelee mielellään tapa-
usta, jossa teollisuus esitti toiveen ger-
maniumantimonitelluridi-kalvojen val-
mistuksesta.

”Alkuaineiden kombinaatio oli 
ALD:lle uusi ja haastava, ja aluksi olim-
me hyvin epäileväisiä. Heittäydyimme 
kuitenkin mukaan, ja parissa vuodessa 
saimme kemian ja prosessit kehitettyä. 
Projektin tuloksena syntyi tasokkaita 
tieteellisiä julkaisuja ja patentti. Kalvot 
ovat tiettävästi jo käytössä faasinmuu-
tosmuisteissa. Uutta muistityyppiä käy-
tetään esimerkiksi joissakin Nokian pu-
helimissa.”

Leskelä ja Ritala ryhmineen ovat on-
nistuneet yhdistämään tieteenteon ja tu-
losten konkreettisen soveltamisen. Labo-
ratorion vieressä on ASM Microchemist-
ryn toimipiste, ja yhteistyö on tiivistä.

”Monet hankkeemme käynnistyvät 
teollisuuden tarpeista, ja ASMM on jo 
kymmenen vuoden ajan rahoittanut meil-
le neljä jatko-opiskelijaa vuodessa. Li-
säksi teemme yhteistyötä monien mui-
denkin yritysten kanssa ympäri maail-
man.” 
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ALD-menetelmää hyödyntää muun muassa Kalevala Koru, joka päällystää hopea-
korunsa alumiinioksidilla, jotta korut eivät tummu.
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Perustana peräkkäiset
pintareaktiot
Perinteisesti ALD:llä on kasvatettu 
epäorgaanisia eriste- ja johdekalvo-
ja, mutta sopivien lähtöaineiden kir-
jo on suuri, ja myös orgaanisia mo-
lekyylejä on kokeiltu onnistuneesti. 
Vaatimuksena on riittävä höyrynpai-
ne. Esimerkiksi alumiinioksidikalvot 
muodostuvat trimetyylialumiinin ja 
veden reagoidessa pinnan kanssa.

Menetelmän vahvuuksia on, että 
kerrosten paksuus kyetään kontrol-
loimaan nanometrien tai jopa ång-
strömien tarkkuudella. Laajoille ja 
epätasaisillekin alustoille saadaan 
muodostettua laadukas yhtenäinen 
kalvo. Myös jauheita voidaan ALD-
pinnoittaa.

  Ilman Suomessa keksittyä atomikerroskasvatus- eli ALD-
menetelmää tietokoneellasi olisi huonompi muisti. Menetelmällä 
valmistetaan kalvoja myös esimerkiksi metallien korroosionestoon 
ja aurinkokennoihin. Biohajoavat pakkausmateriaalit voivat nekin 
kohta saada suojakseen ALD-pinnoitteen.

tään muun muassa muistien ja transisto-
rien valmistuksessa.

”Ilman ALD:tä mikropiirien muistit ei-
vät olisi kehittyneet nykyiselle tasolleen. 


